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CO ROBIMY? >

» Badania procesow wzrostu struktur epitaksjalnych potprzewodnikow ztozonych
do zastosowan w optoelektronice, mikroelektronice i technice sensorowej

» Projektowanie i wykonywanie przyrzadowych procesow technologicznych
elementow potprzewodnikowych

P Projektowanie i wytwarzanie heterostruktur potprzewodnikow
szerokoprzerwowych na hazie materiatow (Al,Ga,Sc)N oraz struktur kwantowych

P Technologie heterostruktur i struktur niskowymiarowych AlGalnAsP-N,
przeznaczonych do wytwarzania elementow optoelektronicznych

P Projektowanie, modelowanie oraz technologia struktur, w tym demonstratorow
i modeli przyrzadow elektronicznych, optoelektronicznych i sensorow

P Symulacje z uzyciem pakietow Crosslight APSYS i Comsol Multiphysics

» Pomiary, charakteryzacja elektryczna i optyczna materiatow i struktur
potprzewodnikowych

N~ AK PRACUJEMY?

0 wysokiej jakosci naszych prac Swiadcza zrealizowane z sukcesem projekty badawcze i badaw-
(z0-rozwojowe, przyznane patenty oraz aktywna wspotpraca z wieloma osrodkami naukowymi
z kraju i zagranicy.



= DLA KOGO PRACUJEMY?

1 naszych ustug moga skorzystac podmioty chcace:

P> zwiekszyc swoja konkurencyjnosc na rynku przez zastosowanie nowoczesnych technologii
potprzewodnikowych,

P> zastosowat nowoczesne metody badawcze do rozwoju whasnych produktow i ustug,

P> dokonac zewnetrznej ewaluacji whasnych technologii w celu ich optymalizacji,

P> zlecic opracowanie konstrukgji i technologii struktur i elementow potprzewodnikowych.

KIM JESTESMY? X

Zespot badawczy skfada sie z 20 pracownikow naukowych (1 profesor zwyczajny, 3 profesorow uczel-
ni i 13 adiunktow, 3 asystentow) oraz 2 doktorantow. Kadra naukowa posiada bogate doswiadczenie
w realizacji zewnetrznie finansowanych projektow badawczych, ktorych wynikiem sg nowe rozwiazania
technologiczne oraz konstrukcyjne.

JAKIE MAMY TECHNOLOGIE | WYPOSAZENIE?

P> 2 laboratoria typu ,clean-room” (klasa < 10 000, powierzchnia 500 m?)
P> Systemy UV, DUV i do elektrolitografii umieszczone sa w pomieszczeniach o klasie czystosci < 100

P Kompletna linia technologiczna do projektowania i wytwarzania urzadzen fotonicznych, mikro- i na-
noelektronicznych, ktora skfada sie m.in. z dwach systemow epitaksjalnych MOVPE (AIX CCS 3x2”),
systemu do wytwarzania masek do fotolitografii, systemu do epitaksji HVPE, systemow PVD do osa-
dzania warstw metalicznych, systemu wytwarzania warstw dielektrycznych technika PECVD (OXFORD's
Plasmalab 80+), systemu OXFORD RIE Plasmalah 80+ do reaktywnego trawienia jonowego, dwach
systemow RTP do procesow wygrzewania wysokotemperaturowego, systemu ICP (VD do wytwarzania
warstw DLC i nanodiamentu (OXFORD’s Plasmalab 100), pity do separacji na chipy oraz systemu do
wytwarzania polgczen drutowych

JAK SIE Z NAMI SKONTAKTOWAC?
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